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Oktatas célja:

A mikromechanikaban és nanotechnologidban hasznalt nagyenergiaja fizikai-kémiai megmunkalasi,
feliiletkezelési és anyaglevalasztéasi eljarasok megismertetése.

Tantargy tartalma:

1. A szilardtest- és feluiletfizika alapjai. 2. Feliilet-megmunkélas mechanikai modszerekkel. Az ultrahang és
eldallitasa. Kavitacis er6zio. Ultrahangos feliilettisztitas. Ultrahangos megmunkalasok: abraziv tiregsiillyesztés,
forgomaros megmunkalas. Ultrahangos vagas, pont- és vonalhegesztés. 3. Szemcsesugaras eljarasok. Szaraz és
nedves szemcseflvas, szoras. Mikro abraziv szoras. Litografia. Vizsugaras megmunkalasok. Abraziv
vizsugaras feliiletkezelés és vagas. Vizes szuszpenzios vagas. 4. Felilletmegmunkalasok termikus (nagy
energiastriiségli) modszerekkel. Elektronsugaras megmunkalasok. Furas elektronsugarral. Elektronsugaras
vagas. Elektronsugaras hegesztés vakuumban €s atmoszférikus nyoméson. 5. A plazma és eldallitasa.
Plazmasugaras megmunkaldsok. Vagas plazmasugarral és ivvel. Plazmaives vagas. Plazmas hegesztés. Plazma-
¢s ionsugaras marasok. Fokuszalt és reaktiv ionsugaras marés. 6. A 1ézersugar és eldallitasa. Lézersugaras
hantolas. Lézeres maratas. Lézersugaras vagas. Lézersugaras furas. Lézeres hegesztés. Lézer alkalmazasa
feluleti jelolésekre. Terahertz 1ézerek. 7. Szikraforgacsolas. Elektroer6zids anyaglevalasztas. Huzalos
szikraforgacsolas. Mikro szikraforgacsolas és furas. Elektroer6zios maras. Elektroer6zios koszoriilés. 8.
Elektromos megmunkalasok 9. Kémiai megmunkélasok. 10. A réteglevalasztas fizikai-kémiai alapjai.
Vékonyréteg kialakitasi, levalasztasi technologidk. 11. Fizikai réteglevalasztas. Termikus bevonatok készitése.
Véakuumg6zolés, porlasztas, folyadékfazisu levalasztas. Langszoras, villamos iv és porszoras, robbantasos
porszoras, plazmaszoras. Amorf fémek, feltletrétegek eldallitasa. 12. Kémiai levalasztasok. MBE, CVD
technologiak. Lézeres kémiai gbzfazish és folyadékfazish levalasztas. 13. Az elektrokémia bevonatok. Fémes
multirétegek eldallitasa. 14. Rétegek kémiai atalakitasa. 15. Rétegmindsité modszerek.

Szamonkérési és értékelési rendszere:

A szoébeli vizsgan a vizsgakérdés/témakor kifejtésére fél oras felkésziilés utan 20-25 perc all a hallgato
rendelkezésére. Elégtelen (1) a felelet, ha a vizsgdzo sem a vizsga-témakor rovid vazlatat, sem pedig a témahoz
kapcsolodo alapfogalmak definicigjat nem tudja megadni. Elégséges (2) a felelet, ha a vizsgazo6 a kérdéskor
alapfogalmait értelmezni tudja. Kozepes (3) a felelet, ha a vizsgazo ismeri a kérdéskor alapfogalmait, s tanari
segitséggel képes a témakor logikai Osszefiiggéseinek bemutatasara is. JO (4) a felelet, ha a vizsgazo logikusan
felépitett valaszaban onalléan kifejti a tétel (vizsgakérdés)valamennyi fontos tényét, dsszefliggését, am a
tételhez kapcsolodo kotelezo irodalmat nem, vagy csak hidnyosan ismeri. Jeles (5) a felelet, ha a vizsgdz6 mind
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Szamonkérési és értékelési rendszere:

a tétel, mind pedig a kotelez6 irodalom ismeretérdl logikusan felépitett, onallo, részleteiben is kifogastalan, az
osszefliggéseket hianytalanul feltard valasz keretében tesz tanibizonysagot.

Kotelezo és ajanlott irodalom:

1. KA. Jackson, W. Schroter (Ed): Handbook of Semiconductor Technology, 2000. 2. H.G. Rubahnmpi,
H.Rubahn: Laser Applications in Surface Science and Technology 1999. 3. J. Brown: Advanced Machining
Technology Handbook, McGraw-Hill Professional; 1998. 4. HO. Pierson: Handbook of Chemical Vapor
Deposition, Second Edition, 1998. 5. K. Seshan: Handbook of Thin Film Deposition Processes and
Techniques, 2001. 6. DM. Mattox: Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing, 1998
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